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摘要(译)

本发明提供一种像素结构及其制备方法、阵列基板、显示装置，属于显
示技术领域，其可解决现有的阵列基板的出光率低的问题。该像素结
构，具有像素电路，所述像素结构包括显示区和透过区，所述像素电路
中的有机电致发光器件位于显示区，所述像素电路中的至少一个存储电
容位于透过区，所述存储电容第一极板和第二极板的材料均为透明导电
材料，且两者至少通过介电层电学绝缘隔开。
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